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1. はじめに 

 マイクロプラズマを用いた遺伝子導入[1]では, 遺伝子や分子は細胞膜に生じた穿孔やエ

ンドサイトーシス, イオンチャネルを通って細胞内に導入されていると考えられる[2]。本実

験では, クラスリン依存エンドサイトーシスを選択的に阻害することで、マイクロプラズマ

遺伝子導入におけるクラスリン依存エンドサイトーシスの寄与の大きさを確認した。 

2.実験方法 

96ウェルプレートにて培養した L-929(マウス結合組織由来の線維芽細胞)をプラズマ照射

前にクラスリン阻害剤(ab144650: Abcam plc.)で処理し, クラスリン媒介のエンドサイトーシ

ス阻害環境を形成した。クラスリン阻害剤は濃度 25µMで無血清培地に混ぜて使用し, 10分

間処理した。各実験のプロトコルを図 1 に示す。実験で用いたプラズマの生成条件は, 

15kVpp/ 5.0msec/ 20kHzとし，導入分子は分子量 3630 kDa のプラスミド DNA を用いた。 

3.結果と考察 

 各プロトコルの遺伝子導入効率を図 2に示す。クラスリン阻害剤の処理では, 通常のプラ

ズマ遺伝子導入と比較して導入効率の約 6 割の減少が確認できた。一方、ネガティブコン

トロール(ab144658: Abcam plc.)で処理した場合の導入効率は, 通常のプラズマ遺伝子導入と

同程度の遺伝子導入効率であったことから、クラスリン依存エンドサイトーシスによって

導入される遺伝子の割合が, 全体の約 6割を占めていることが示唆される。 

残り 4割の遺伝子導入については, 電流、電荷およびプラズマが生成した反応種による酸

化ストレスによる細胞膜穿孔の他、クラスリン非依存のエンドサイトーシスなどが考えら

れる。 
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Fig.1 Sample treatment protocols. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2 Normalized gene transfection efficiency of 

each protocols. 
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